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1, 背景 

近年、注目されている大気圧下で機能性薄膜を得る手法の一つにミスト CVD 法がある[1]。こ
の手法では、原料をミスト化し反応路内で熱分解反応を起こし薄膜を得ることができる。様々な
薄膜を成膜することが可能であり、単純な成膜プロセスのため自由度の高い成膜方法としても注
目されている[2-4]。この成膜方法の原料は主に粉末状の金属化合物であるため、溶媒に溶かしミ
スト化させ熱分解反応を生じさせている。中には、成膜することができない金属化合物も存在す
る。また、金属化合物の酸化温度よりも低温で酸化物を得ることができる原料も存在する。これ
らの原因は明らかにされていない。そこで原因を解明すべく、金属化合物と水蒸気の反応を高温
化で生じさせ、水蒸気が与える影響を調査した。 

2, 実験方法 

金属化合物と水蒸気の反応を観察するために TG-DTA(Thermal Gravimetric-Differential Thermal 

Analyzer)測定を行った。水蒸気導入方法は超音波振動発生装置を用いて溶液をミスト化し、焼成
炉内に導入した。溶液による変化を観察するために超純水(H₂O)を用いた。金属化合物は Ga(acac)

₃を用いた。昇温速度は 10 ℃/min とした。水蒸気導入量の調整は焼成炉内導入流量(Air)により調
整した。実験条件を表 1 に示す。また焼成炉図を図 1 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

3, 結果 

実験結果を図 2 に示す。図 2(a)における上に凸な軌跡は、水蒸気が Holder に付着したためであ
る。図 2(c)より水蒸気導入量が増加すると金属化合物の酸化温度が低温側に推移することがわか
る。ピーク温度を表 2 に示す。これがミスト CVD 法において、原料の酸化温度よりも低温で酸化
物薄膜を得ることができる要因の 1 つである。また原料によって水蒸気を導入しているにもかか
わらず酸化温度が変化しないものや、昇温後の残留物の量が変化しないものなどが存在する。そ
れらのデータと成膜データの詳細、またアンモニア水(NH₃)を用いた実験結果は当日発表する。 
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図 1 焼成炉内イメージ図 

表 1 実験条件 

(a) 

(b) (c) 

図 2 (a)重量変化(b)示差熱変化(c)示差熱変化(拡大図) 

表 2 ピーク温度 250 ml 

200 ml 
 

150 ml 

100 ml 

0 ml 
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